
Quorum Technologies East Sussex
Laughton

Emitech
Judges Scientific plc

Quorum Technologies

SEM FIB

Te Fax
Ur l  http:/ p/

l

Q d
http://www.qu ru h. /

Imaging&Science
Technologies

SEM,FIB

◆ マイクロマニピュレータ
◆ ナノプローバー

◆ プラズマアッシャー
       （有機系コンタミネーション予防・除去ツール）

◆ プローブニードル

ラボ向け多目的成膜用途
　分析試料の導電性コーティング、保護膜形成
　　カーボン支持膜の作成、TEM レプリカ法への応用

SEM, FIB

SEM, TEM, EPMA etc.

グロー放電 表面改質装置
（親水 /疎水処理）
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Naming Rule
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Naming Rule

各種成膜用途（ラボ向け）

試料の導電性コーティング
SEM, TEM,EPMA

カーボン支持膜形成・TEMレプリカ法
TEM

保護膜形成
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カーボンコーター Q300TES
ハイブリッド

Q300T D
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Q300R T

Q150R S

Q150T S

Q150R E

Q150T E

Q150R ES

Q150T ES
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以下のコーティングモードが初期プロファイル化されています。
（使えるプロファイルは機器構成に依ります。）

タッチパネル操作

レシピを「選択」「実行」するだけ。TMP 搭載モデルなら最短 5 分 *

レシピ作成 , プロセスのフルオート化

データログ機能
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※Q150T, Q300T のみ

※Q150のみ

誰でも使える簡単操作誰でも使える簡単操作

プラグイン式インサートの交換による機能拡張性プラグイン式インサートの交換による機能拡張性

ステージ回転機構を標準搭載、豊富なステージオプションステージ回転機構を標準搭載、豊富なステージオプション

多彩なコーティングモードとプロファイル

高真空で高品質なコーティング

真空シャットダウン機能

マルチユーザー・マルチタスク環境に最適

50mm 0

” & )

多種スパッタターゲットに対応 P. 6

デュアルターゲット搭載※Q300TD のみ P. 6

高品位カーボン蒸着 P. 7

多彩なコーティングモードとプロファイル

真空シャットダウン機能

* 条件に依ります

高真空で高品質なコーティング

FTM* による膜厚コントロール
*Film Thickness Monitor

FTM* による膜厚コントロール
 （推奨オプション）

F

スパッタリング

カーボン蒸着

その他



Controlled Pulse Cord Ramped Carbon Rod
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Cr 被膜（約 300nm）の断面 TEM 像

2元ターゲットとシャッター機構
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C r

自然酸化膜

Si基板

C r

Au Pt Pd C r Mo W CI r
Au
/Pd

Pt
/Pd

Mg Al Ti Cu Ag Sn Ta ITONiFe Co

※Q150T, Q300T のみ

ダメージレス

デュアルターゲット搭載

高品位カーボン蒸着コーティングを実現する高度なプロセス制御多種スパッタターゲットに対応

多層膜のコーティング

厚膜のスパッタリング
FIB 試料の保護膜、電極の形成

※Q300TD のみ

タイマー

スパッタ／グロー放電切替スイッチ

リークバルブ

* *
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[ Ramped carbon process ]

Current increasing at
Current Ramp Rate

Outgas time
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仕様一覧
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°

Q150
Q300
TT,RT

Q300
TD

*1

*1  

Q150R

S E ES

Q150T

S E ES

Q300Q150

RTTTTDRT

Q300シリーズのインサートは固定で取外しできません（Q300TES を除く）
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*4

全機種対応（SC7620 を除く） TMP仕様のみ
t(mm)

*1

TK8889

*2

TK8891

SC502-314C

TK8893

SC502-314E

SC502-314G

SC502-314H

TK8878

TK8887

*1 *2 *

*1  *

* y Al=  B= 1  Fe= 1  Mg= 1  i=  hi  g e e   excee  l xi  l l ble  i i ie  e  ele e  f 1  Wi h  l xi  l l ble  i i ie

=

1m

10m

100m

1m

10m

100m

*1

C5421-10

C5421-100

C5461

C5461-10

C5461-100

*3

ITO

t(mm)

SC502-314D
*3

TK8862

TK8867

TK8846

TK8869

TK8875

TK8895

TK8879

TK8897

TK8899

TK8900

TK8902

TK8903

TK8905

TK8906

TK8907

1

3

粒径サイズ：Au > Au/Pd > Pt > Cr > Ir

（Q150TS / Q150TES / Q300TT / Q300TD）
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0mm

0mm

*2

A0830A
*2

ステージ一覧 ターゲット一覧

カーボン消耗品一覧

試料前処理のためのターゲット選択インサート 一覧

オプション 一覧
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Pt Pd

Cr

I r

Au
/Pd
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-Su

*1

11223

10454

10779

C5460

11540

20063

10428

13711

m
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